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EASYBEAM

ELEKTRONENSTRAHLQUELLE
FUR DIE HOCHRATEVERDAMPFUNG

Elektronenstrahlen sorgen flr einen
effizienten Energieeintrag bei der Vakuum-
beschichtung. Mit Elektronenstrahlquellen
kdnnen hohe Beschichtungsgeschwindig-
keiten fUr wirtschaftliche Prozesse erzielt
werden. Neben der hohen Leistungsdichte
und ihrer Vielseitigkeit zeichnen sich
Elektronenstrahlquellen dadurch aus, dass
sie schnell und prazise reguliert werden
kénnen. Verdampfungsprozesse, die
mithilfe des Elektronenstrahles betrieben
werden, sind zudem einfach skalierbar und
besonders sauber.

In Strahlquellen der EasyBeam-Reihe wird
die Kathode durch lonen aus dem Plasma
zur Elektronenemission angeregt.

Der Elektronenstrahl ist dadurch Gber den
Gasdruck zur Erzeugung des Plasmas
regelbar.

Strahlquellen der EasyBeam-Reihe, die

auf einer Hochspannungsglimmentladung

basieren, weisen folgende Vorteile auf:

= einfacher und kompakter Aufbau

= kein separates Vakuumsystem benétigt

= ein einzelnes Hochspannungskabel
ausreichend

Durch den kompakten und einfachen
Aufbau dieser Elektronenstrahler sind
Investitionskosten fir die Elektronen-
strahl-Hochrateverdampfung deutlich
niedriger.



Elektronenstrahlquelle

Schaltschrank
HS-Stromversorgung

1
Anwendungen Hardware Software
Strahlquellen der EasyBeam-Reihe sind Ein anwendungsfertiges Technologie- Die Komponenten des Systems werden
ideal fur die Hochrateverdampfung zur paket besteht aus: Uber einen Steuerungsrechner betrieben,
Beschichtung von Kunststoffen, Glas und = Elektronenstrahlquelle auf den auch Uber eine netzbasierte Fern-
Metalloberflachen. = Schaltschrank mit Steuer- und Versor- Uberwachung zugegriffen werden kann.
gungseinheiten Die Software erlaubt eine manuelle oder
Mit diesen Quellen kénnen Schichten zur = Hochspannungsstromversorgung (HS) rezeptgesteuerte Nutzung.
elektromagnetischen Abschirmung (EMV) mit Arcschutz-Beschaltung ~ ceeeee
in Displays, transparente Kratzschutz-, Unser Angebot
Barriere- oder Korrosionsschutzschichten Wir bieten Elektronenstrahlquellen der ~ ===mmmmmmmmmmmmommm oo
sowie dekorative Schichten wirtschaftlich EasyBeam-Reihe in einem weiten Para- = Erstellung kompletter Paketldsungen inkl.
und mit hoher Reinheit aufgebracht meterbereich an: Strahlsteuerung, Arcschutz-Beschaltung,
werden. = Beschleunigungsspannung: 10 ... 50 kV Leistungs-, Strahllage- und Ablenkgeneratoren
= Strahlleistung: 10 ... 150 kW = Anpassung der Elektronenstrahlquelle an spe-
= max. Ablenkwinkel: £15 ... 45° zielle Kundenanforderungen und Entwicklung
Kundenangepasste Parameter- von Sonderlésungen
erweiterungen oder -kombinationen sind = Bereitstellung, Integration und Anpassung
maoglich. optionaler Zusatzkomponenten wie z.B.:
o Portables Handpult zur Fernbedienung
der Elektronenstrahlquelle
3 Komponentenschema o Verdampfer-Tiegellésungen
= Statisches magnetisches Strahl-Umlenkfeld
HS-Kabel = Plasmaaktivierungssysteme
= Substratvorbehandlungseinrichtungen
o Substratbias-Stromversorgungen
= Reaktivgassysteme
= Rate-Monitor
— Isolator | Strahifihrung | 1 Beispiel eines Technologiepakets
——— Kathode l l Arcschutz- 2 (a) Programmiertes und (b) ent-
- Gaseinlass Fokus- Ablenk- Beschaltung sprechendes durch die Ablenkeinheit
*\ Serng mester lisiertes Ablenkmuster bei einer
Plasma realisier
4 Linse 1 l l Verdampfung aus zwei Tiegeln mit
| Linse 2 } ‘ﬁ__ t{?;ﬁ:e éﬁfﬂ; unterschiedlich géwéhlte'n Intensita-
i Ablenkung " ten und geometrischen Figuren.
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